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研究概要 : 98 vol.%ギ酸をアミンなどの添加物なしで分解するイリジウム錯体
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S/C = 500 (2mol%), 60℃におけるTOF値 (h‒1)

ギ酸濃度の検討：高濃度ギ酸で高活性

高活性なトリヒドリド錯体：対応するβジケトナート錯体とギ酸の反応で生成：TOF 5000以上 (60℃)

触媒再利用：7回まで活性を維持
2週間後でも1/3の活性発現

ギ酸の追添加：TON 10000以上

触媒活性の温度依存性 触媒的なギ酸分解の証明

・ βジケトン上の置換基の影響は少ない
・ 単座の芳香族ホスフィンがよい
・ 脂肪族ホスフィンでは活性がやや低下する
・ 二座ホスフィンでは全く反応が進行しない
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) 触媒活性の温度依存性
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Initial TOF(h-1): 80oC(17000), 70oC(8500), 60oC(5100) 
                            50oC(2100), 40oC(730), 25oC(180) 
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